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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

近年、情報通信分野において、大量のデータを処理するサーバやデータセンター、
スーパーコンピュータといったデータ処理施設のネットワーク構築において、半導
体微細加工プロセスを応用して製造される高集積なシリコン光集積回路への期待が
高まっています。本研究では、このシリコン光集積回路において、従来は困難とさ
れていたチップ表面からの高効率な光の入出力を実現するための革新的な技術「エ
レファントカプラ」の開発を目指しています。

実験
Experimental

我々が開発しているエレファントカプラは、約50工程からなる製造プロセスを含ん
でおり、その中でi線露光を3～4回重ね合わせて行っています。通常、このような
プロセス開発では工程ごとにフォトマスクが必要ですが、NPFのi線露光装置を活用
することで、フォトマスクの使用枚数を大幅に削減し、効率的に試作を進めること
ができました。 これは、1枚のフォトマスクを複数の領域に分割し、それぞれを小
領域で露光するというサービスを提供していただいているためです。我々のケース
では、デザインを数十に分割したフォトマスクを作製し、重ね合わせる各レイヤー
で異なるデザインを選択可能な仕様にしました。このアプローチにより、異なるパ
ラメータを持つデバイスを効率的に試作し、実験を推進することができました。

結果と考察
Results and Discussion

NPFの装置をはじめとする多数の共用設備を活用することで、一連のデバイスプロ
セスを実施することが可能となり、試作したデバイスを評価する過程でプロセス上
の課題を明確化することができました。さらに、それらの課題を克服するためのレ
シピ改定などを行うことで、所望の評価実験用デバイスを製造し、研究の進展に寄
与する成果を得ることができました。
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